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Revisao - Conceitos

Vacuo: sistemas que estao com pressao menor que a pressao atmosférica

» Pressao
1 atm =101,3 kPa = 1.013 mb = 760 Torr
/Baixo vacuo (vacuo primario): 10° Torr a 103 Torr\
Médio vacuo: 103 Torr a 100 Torr
Alto vacuo: 107 Torr a 103 Torr
Ultra alto vacuo: abaixo de 107 Torr
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Sistema de valvulas

» Valvula Vent:
Evacua a camara até a pressao atmosférica;
» Valvula mecanica:

Cria a diferenca de pressao entre a parte interna da camara e a parte logo apods a valvula.

Valvula Vent

Medidor de
pressao
Camara
Condutancia da
% -I” linha de vacuo
Valvula
Fluxo de gas mecanica
de processo

Bomba de vacuo
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Reactive lon Etching (RIE)

Acionamento da
Acionamento da B Bomba Mecanica

Controlador Bomba Roots

do medidor - { /] Sensor de
de pressao pressao

Valvula vent e
valvula mecanica
(borboleta)
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VIDEO: QUEDA DE PRESSAQ

) YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YX-
eGEJzUJc&t=12s
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https://www.youtube.com/watch?v=YX-eGEJzUJc&t=12s

Regimes de vacuo

Definicao:
» Regime Fluido: Colisdes com as et L
moléculas do gas dominam. 100 | ) _
» Regime Molecular: Colisoes com as [ ]
paredes do sistema dominam. i Bomba
/ \ 5 10F Mecanica ;
7,5 x 102 Torr = 1,0 x 10° Torr (20 s) %
1,0 x 10° Torr = 5,0 x 10-'Torr (15 s) a
4 ] — E
5,0 x 10°" Torr > 6,8 x 102 Torr (25 s) a Bomba Bomb
2 2 | nba 4 bomba
6,8 x 104 Torr > 3,5 x 104 Torr (120 s) Mecanica Roots
0.1} -
\3’5)(10-2 Torr = 2,5 x 102 Torr (180 s)/ : :
0.01 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 " 1 M 1
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Regimes de vacuo

Definicao:
» Regime Fluido: Colisoes com as et b
moléculas do gas dominam. 100 | _
» Regime Molecular: Colisoes com as [ /Nesse sistema, em press()es\ :
paredes do sistema dominam. - da ordem de 102 Torr,
’g 10 | estamos em regime de |-
/7,5 x 102 Torr > 1,0 x 10° Torr (20 s) PN E transicao. :
el O que fazer? .
1,0 x 109 Torr = 5,0 x 10'Torr (15 s) a0 \_ ]
[1b] L
5,0 x 10" Torr > 6,8 x 102 Torr (25 s) a [
6,8 x 102 Torr > 3,5 x 102 Torr (120 s)
0.1F -
\3’5)(10-2 Torr = 2,5 x 102 Torr (180 s)/ : '
0.01 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 " 1 M 1

0 50 100 150 200 250 300 350
Tempo (s)
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Tecnologia de vacuo

/Bomba Mecanica ) Bombas que operam em

» Vacuo primario; regime molecular.
Baixo e médio vacuo;

>
» Regime fluido / viscoso; _
N Difusora Turbo Molecular

- /
Gomba Roots \

» Alta vazao;

Livre caminho médio menor que as
dimensoes envolvidas.

Médio vacuo;

Regime fluido;

Aumenta a velocidade de bombeamento;

Utilizada em conjunto com a bomba
mecanica.
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Pressao de vapor

°C
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Pressao de vapor

» Dependéncia com temperatura de ebulicao
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VIDEO: AGUA EM EBULICAO SOB ATMOSFERA DE
VACUO

) Youlube https://www.youtube.com/watch?v=hJ4gh
msLDhO&t=66s
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https://www.youtube.com/watch?v=hJ4qMmsLDh0&t=66s

Laboratério de ;
Plasmas e Para ver os videos, acesse:
Processos

» Video: Queda de pressao

u https://www.youtube.com/watch?v=YX-
eGEJzUJc&t=12s

» Video: Agua em ebulicdo sob atmosfera de
vacuo

https://www.youtube.com/watch?v=hJ4gM

g msLDhO&t=66s /
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